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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bestrahlungsaggregat
zur UV-Bestrahlung von insbesondere bahnférmigen
Substraten gemaR dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

[0002] BeiAggregaten dieser Art, wie sie zur Polyme-
risation von Oberflachenbeschichtungen mit hoher Lam-
penleistung betrieben werden, sind Lampe und Reflektor
durch einen Gasstrom aus dem Bereich des Bestrah-
lungsobjekts hin zu einem Abluftgehduse gekihlt. Die
zur Kuhlung erforderliche Gasmenge wird durch die
Strom/Spannungscharakteristik der UV-Lampe und die
noch zuléssigen Temperaturen des Reflektors bestimmt.
Durch aufwéandige Abluftregelungen ist zu vermeiden,
dass bei reduzierter Lampenleistung oder im Standby-
Betrieb die Lampe zu stark gekihlt wird und dabei die
Gasentladung abbricht, weil sonst die Lampe zum Wie-
derziinden zeitraubend abgekuhlt werden muss. Im Be-
trieb wird vor allem durch das kurzwellige UV-Licht im
Lampenraum Ozon erzeugt. Dieser Prozess erfolgt kon-
tinuierlich, da zur Aggregatkiihlung laufend ozonhaltige
Kuhlluft abgesaugt wird. Dadurch steht aber ein Teil des
energiereichen UV-Lichts fir den Polymerisationspro-
zess an der Objektoberflache nicht mehr zur Verfugung.
Zudem kénnen sich durch den Kiihlgasstrom Spaltpro-
dukte aus dem Objektbereich auf dem Reflektor nieder-
schlagen, und die Abluft wird mit Spaltprodukten und
Ozon verunreinigt.

[0003] Ausder GB-A-1482 743 ist ein Lampengeh&u-
se fir eine Quecksilberdampflampe bekannt, welches ei-
nen langs der Lampe durchgehenden Kanalzug auf-
weist, durch welchen Luft oder Wasser hindurchleitbar
sein soll. Dabei umgibt der Kanalzug den oberen Teil des
Reflektors, um gegebenenfalls auch die Lampenréhre
zu kuhlen.

[0004] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die im Stand der Technik aufgetretenen
Nachteile zu vermeiden und ein Aggregat der eingangs
angegebenen Art dahingehend zu verbessern, dass mit
einfachen Mitteln eine Bestrahlungsoptimierung erreicht
wird, wobei auch Temperatur gradienten in Lampen-
langsrichtung weitgehend vermieden werden sollen.
[0005] Zur Lésung dieser Aufgabe wird die im Paten-
tanspruch 1 angegebene Merkmalskombination vorge-
schlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhéngigen
Anspriuchen.

[0006] Dementsprechend wird erfindungsgemar vor-
geschlagen, dass der durch innenseitig mit Kiihigas be-
aufschlagbare Hohlprofile gebildete Reflektor quer zur
Langsrichtung der UV-Lampe durchstrombar ist, und
dass der Lampenraum frei von der Kihlgasstromung
bleibt. Da somit der vom Reflektor und Objekt umschlos-
sene Lampenraum nicht kontinuierlich mit Sauerstoff be-
aufschlagt wird, kann ein andauernder optischer Absorp-
tionsprozess durch Ozonbildung nach auf3en verhindert
werden. Dadurch kann entweder die Produktionsleistung
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erheblich erhdht werden, oder aber man erhélt mit nied-
rigerer spezifischer Leistung die gleichen Trocknungser-
gebnisse wie bei Aggregaten mit Lampenraumkihlung.
Weiterhin ist eine saubere Trennung der Geréatefunktio-
nalitaten moglich, wobei auf eine Regelung der Luftkiih-
lung bei verschiedenen Leistungszustanden der Lampe
verzichtet werden kann. Durch die vorzugsweise extru-
dierten Hohlprofile ist ein besonders einfacher Aufbau
mit geringem Raumbedarf und effektiver Kiilhlung még-
lich. Da der Reflektor vorzugsweise Uiber seine gesamte
Lange quer zur Langsrichtung der UV-Lampe durch-
strombar ist, lassen sich auch Temperaturgradienten in
Lampenlangsrichtung weitgehend vermeiden.

[0007] Einevorteilhafte Ausfiihrung siehtvor, dassdas
Kanalsystem eine durch einen doppelwandigen Geh&u-
semantel begrenzte Einstrémkammer aufweist. Zur
Schaffung gleichmaRiger Kihlbedingungen Uber die
Lampenlange ist es auch von Vorteil, wenn das Kanal-
system eine parallel zu der UV-Lampe sich erstreckende,
vorzugsweise einem Absorber nachgeordnete Abluft-
kammer aufweist, und wenn der Strémungsquerschnitt
der Abluftkammer vorzugsweise um ein Mehrfaches gro-
RBer als der grofite Strémungsquerschnitt des einstrém-
seitigen Kanalsystems ist.

[0008] Inbaulich vorteilhafter Ausgestaltung istin dem
Gehdause ein Gehduseeinsatz als Teil des Kanalsystems
angeordnet.

[0009] Zur Minimierung des Herstellungs- und Be-
triebsaufwands ist das Kanalsystem ausschlie3lich zur
Durchleitung eines gasformigen Kuhimittels ausgebildet.
[0010] Eine weitere Verbesserung wird dadurch er-
reicht, dass in dem Gehauseinnenraum ein von der Lam-
pe zumindest im Standby-Betrieb mit Strahlung beauf-
schlagter Absorber angeordnet ist, und dass der Absor-
ber durch die Kiihlgasstrémung kiihlbar ist. Hierbei ist es
vorteilhaft, wenn der Absorber einen Bereich des Kanal-
systems vorzugsweise in Form eines die Kilhlgasstro-
mung umlenkenden Labyrinths begrenzt.

[0011] GemalfR einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung besitzt der Reflektor zwei zwischen
einer auf das Substrat ausgerichteten Betriebsstellung
und einer auf einen Absorber im Gehauseinnenraum ge-
richteten Standby-Stellung gegeneinander schwenkbare
Reflektorhéalften, wobei die Reflektorhéalften in der Stand-
by-Stellung mit dem Absorber unter Freihaltung des
Lampenraums von der Kiihlgasstrémung in Eingriff ste-
hen.

[0012] Vorteilhafterweise ist das Verhaltnis von Dau-
erbetriebsleistung zu Léange der UV-Lampe grol3er als
20W/cm, vorzugsweise groRer als 100W/cm. Auch dabei
ist es mdglich, dass die Kihlgasstrdomung unabhangig
von der Lampenleistung im Bestrahlungsbetrieb vorge-
geben ist.

[0013] Durch Abschirmung des Lampenraums gegen
Ozonausleitung (wobei der Reflektor und ggf. das Sub-
strat Barrieren bilden) ist es méglich, den Lampenraum
im Bestrahlungsbetrieb unter Ozonsattigung zu halten,
so dass nur wenig UV-Strahlung fur die Ozonbildung ver-
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loren geht.

[0014] Eine weitere Verbesserung sieht vor, dass der
Lampenraum durch eine strahlungsdurchléassige Trenn-
scheibe, insbesondere eine Quarzscheibe von dem Sub-
strat getrennt ist. Zur Freihaltung von Ablagerungen ist
es mdglich, die Trennscheibe im Bestrahlungsbetrieb
durch die UV-Lampe auf eine Temperatur von mehr als
300°C aufzuheizen.

[0015] Um einen mdglichst homogenen Gasstrom zu
ermdglichen, ist es vorteilhaft, wenn der Reflektor tber
langsseitige Offnungen an einer in Lampenléngsrichtung
verlaufenden Langsseite mit Kiihlgas beaufschlagbar ist.
[0016] Eine Strdmungsleitung und ggf. eine Ventil-
funktion bei einem Klappreflektor lasst sich vorteilhafter-
weise dadurch erreichen, dass der Reflektor zur Kihl-
gasdurchleitung an einer in Lampenlangsrichtung ver-
laufenden Langsseite mit Gehdusedichtungen in Eingriff
bringbar ist.

[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen

Fig. 1 ein UV-Bestrahlungsaggregat im Betriebszu-
stand vereinfacht im Querschnitt; und

Fig.2 das Bestrahlungsaggregat nach Fig. 1 im
Standby-Zustand.

[0018] Das in der Zeichnung dargestellte Bestrah-

lungsaggregat dient zur UV-Trocknung und Vernetzung
von Lacken, Farben, Klebstoffen und dergleichen Be-
schichtungen auf insbesondere bahnférmigen Substra-
ten bzw. Produkten. Es besteht im Wesentlichen aus ei-
nem kastenférmigen Gehause 10, einer in dem Gehause
angeordneten stabférmigen UV-Lampe 12, einem Re-
flektor 14 zur Reflexion des abgestrahlten UV-Lichts auf
eine bodenseitige Bestrahlungséffnung 16, einem ge-
hauseinternen Strahlungsabsorber 18 fiir den Standby-
Betrieb und einem Kanalsystem 20 zur Durchleitung von
Kihlluft.

[0019] Die UV-Lampe 12 ist als zweiendige Mittel-
druck-Gasentladungslampe in der Mittellangsebene des
Gehauses 10 angeordnet und gibt ihre Strahlung tGber
die Gehausedffnung 16 auf die darunter vorbeigefiihrte
Substratbahn bzw. das zu bestrahlende Objekt ab. Das
Kanalsystem 20 der Kihlung ist vollstandig aufl3erhalb
des die Lampe 12 umgebenden Lampenraums 22 ange-
ordnet, so dass dieser frei von der Kuhlluftstrémung
(Pfeile 24) bleibt.

[0020] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die UV-Lampe 12 im
Betriebszustand tber ihren von der Gehausedffnung 16
abgewandten Sektor von dem Reflektor 14 umgeben, so
dass das reflektierte Licht durch die Gehauseéffnung 16
hindurch abgestrahlt und der angrenzende Gehé&usein-
nenraum 26 gegeniiber dem Lampenraum 22 abge-
schirmt wird. Die anfallende Verlustwarme kann dabei
Uber die riickseitig an der Reflektorflache 28 vorbei ge-
fuhrte Kuhlluftstromung 24 aufgenommen und aus dem
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Gehdause 10 abgefiihrt werden.

[0021] Zu diesem Zweck umfasst das beziglich der
Langsmittelebene des Gehduses 10 symmetrische Ka-
nalsystem 20 einen Einstromkanal 30, einen Reflektor-
kanal 32, einen Absorberkanal 34 und eine Abluftkam-
mer 36. Die Luftstrdomung in den Kanalen 30,32,34 erfolgt
Uber die Lange des Gehauses 10 quer zur Langsachse,
wahrend die Abluftstromung in der Abluftkammer 36
hauptséchlich in Langsrichtung zu einer nicht gezeigten
Absaug6ffnung hin erfolgt.

[0022] Zur Abgrenzung der verschiedenen Stro-
mungsbereiche ist in dem Gehause 10 ein Gehauseein-
satz 38 angeordnet, der sich zwischen den Gehause-
stirnseiten langs durchgehend erstreckt. Auf diese Weise
wird stromab von einem Einstromschlitz 40 ein doppel-
wandiger Gehausemantel als Einstrémkanal 30 gebildet.
Der daran anschlie3ende Reflektorkanal 32 besteht aus
Profilhohlrdumen, die in dem aus extrudierten Profilstuk-
ken 42 zusammengesetzten Reflektor 14 ausgebildet
sind. Die Profilstiicke 42 besitzen eine Doppelwandung
mit zur Bildung von langsseitigen Durchldssen durchbro-
chenen Zwischenstegen 44 und sind um jeweils eine
Drehachse 46 gegeneinander verschwenkbar. Die Dreh-
funktion fir den Standby-Betrieb wird weiter unten néher
erlautert.

[0023] Dasausdem Reflektor 14 austretende Kiihlgas
wird durch den ebenfalls als Profilabschnitt ausgebilde-
ten Absorber 18 umgelenkt, wobei an dem Gehauseein-
satz 38 nach innen abstehende Leitbleche 48 ein Stro-
mungslabyrinth 50 bilden. Aufgrund des sehr viel gréRe-
ren Volumens bzw. Strémungsquerschnitts der Abluft-
kammer 36 ist gewahrleistet, dass tiber die gesamte Ge-
hauselange gleichméRige Luftgeschwindigkeiten und
damit Kuihlbedingungen bestehen.

[0024] Inder Betriebsstellung gemaf Fig. 1 ist der Re-
flektor 14 auf das zu bestrahlende Objekt ausgerichtet,
wahrend warmefeste Gehausedichtungen 52 fur eine di-
rekte Kihllufteinleitung sorgen. Beim Anfahren oder bei
Betriebsunterbrechungen wird das Aggregat in einen
Standby-Betrieb gefahren, bei dem der Reflektor 14 zu
der Gehausedffnung 16 hin geschlossen und zu dem ge-
hauseinternen Absorber 18 hin geoffnet ist.

[0025] Die Standby-Stellung lasst sich gemaR Fig. 2
dadurch einnehmen, dass die Reflektorhéalften 42 um die
Drehachsen 46 verschwenkt werden, bis die unteren Re-
flektorkanten gegeneinander schlie3en und die oberen
Reflektorkanten mit dem Absorber 18 in Eingriff gelan-
gen. Auch in diesem Betriebszustand bleibt der Lampen-
raum 22 frei von der Kuhlluftstrémung 24, wahrend der
Reflektor 14 und Absorber 18 weiterhin unter Strdomungs-
umlenkung gekihlt werden. Auf diese Weise ist es még-
lich, die Lampe 12 auch im Standby-Betrieb am Brennen
zu halten, wobei der Absorber 18 die (reduzierte) Strah-
lung aufnimmt. Aus diesem Betriebszustand kann ohne
Zeitverlust durch Offnen des Reflektors 14 in den der
jeweiligen Voreinstellung entsprechenden Produktions-
modus gefahren werden.

[0026] In diesem Zusammenhang ist von besonderer
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Bedeutung, dass die kurzwellige UV-C-Strahlung im Be-
reich von 200 bis 240 nm Wellenlange im Lampenraum
beiVorhandensein von Luftsauerstoff Ozon erzeugt. Auf-
grund der abgetrennten Kihlluftstrdmung kann jedoch in
Ozonséttigung ohne kontinuierliche Ozonbildung gear-
beitet werden, so dass die kurzwellige Strahlungsaus-
beute fur den Polymerisationsprozess an der Substrato-
berflache erheblich verbessert wird. Durch die raschere
Hartung einer diinnen Oberflachenschicht kann auch die
Sauerstoffbeeinflussung (Inhibierung) der Polymerisati-
on in der Tiefe der Beschichtung verringert werden.
[0027] Bei Versuchen mit der erfindungsgeméaRen
Vorrichtung wurde gezeigt, dass UV-Lampen mit einer
spezifischen Leistung von 200W/cm bis zu einer Lam-
penléange von ca. 50 cm ohne Luftstrémung im Lampen-
raum bis zu mehreren 1000 Stunden betrieben werden
koénnen. Dies gilt fir Reflektoren mit Aluminiumbeschich-
tung genauso wie fir Reflektoren mit dichroitischer Be-
schichtung auf massiven Tragem (so genannte Kaltlicht-
spiegel). Die Kiihlung lasst sich dabei durch eine reine
Luftkiihlung realisieren. Werden solche Aggregate ein-
gesetzt, erhalt man mit niedrigerer spezifischer Lampen-
leistung die gleichen Trocknungsergebnisse wie bei Ge-
raten mit Lampenraumkiihlung, oder aber die Produkti-
onsleistung kann drastisch erhéht werden.

[0028] Durch die Trennung von Lampenraum 22 und
Kanalsystem 20 kann auch auf eine Regelung der Kihl-
mittelstrémung beiverschiedenen Betriebs/Leistungszu-
sténden von Lampe und Reflektor verzichtet werden.
[0029] Grundsétzlich ist es moglich, den Lampenraum
durch eine UV-durchléssige Quarzscheibe von dem Sub-
strat zu trennen (nicht gezeigt). Dabei kann die Quarz-
scheibe durch die Emission der UV-Lampe auf Tempe-
raturen Uber 300°C aufgeheizt werden, so dass sich auf
der Objektseite der Scheibe keine Ablagerungen bilden.
Zur Schaffung einer weiter sauerstoffreduzierten Atmo-
sphare im Belichtungsraum ist es vorteilhaft, wenn am
Einlauf der Materialbahn vorzugsweise durch eine Lami-
nardiise mit einer Gasgeschwindigkeit kleiner als die
Bahngeschwindigkeit Stickstoffgas injiziert wird.

Patentanspriiche

1. Bestrahlungsaggregat zur UV-Bestrahlung von ins-
besondere bahnférmigen Substraten, mit einem Ge-
hause (10), einer darin angeordneten stabférmigen
UV-Lampe (12), einem langs der UV-Lampe (12)
sich erstrekkenden Reflektor (14), welcher einen die
UV-Lampe (12) umgebenden Lampenraum (22) ge-
geniber einem Gehauseinnenraum (26) begrenzt,
und einem Kanalsystem (20) zur Durchleitung eines
den Reflektor (14) kiihlenden Kiihlgases, wobei der
Reflektor (14) einen Teil des aufRerhalb des Lam-
penraums (22) angeordneten Kanalsystems (20) bil-
det, dadurch gekennzeichnet, dass der durch in-
nenseitig mit Kilhigas beaufschlagbare Hohlprofile
(42) gebildete Reflektor (14) quer zur Langsrichtung
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der UV-Lampe (12) durchstrombar ist, und dass der
Lampenraum (22) freivon der Kiihlgasstrémung (24)
bleibt.

2. Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reflektor (14) Uiber sei-
ne gesamte Lange quer zur Langsrichtung der UV-
Lampe (12) durchstrdmbar ist.

3. Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reflektor (14)
durch in Langsrichtung der UV-Lampe (12) verlau-
fende, extrudierte Hohlprofile (42) gebildet ist.

4. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanal-
system (20) eine durch einen doppelwandigen Ge-
hausemantel begrenzte Einstromkammer (30) auf-
weist.

5. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanal-
system (20) eine parallel zu der UV-Lampe (12) sich
erstreckende, vorzugsweise einem Absorber (18)
nachgeordnete Abluftkammer (36) aufweist.

6. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stro-
mungsquerschnitt der Abluftkammer (36) vorzugs-
weise um ein Mehrfaches groer als der grof3te Stro-
mungsquerschnitt des einstromseitigen Kanalsy-
stems (30,32,34) ist.

7. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ge-
hause (10) ein Gehauseeinsatz (38) als Teil des Ka-
nalsystems (20) angeordnet ist.

8. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis7,dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor
(14) ausschlieBlich durch Kuhlgas und nicht durch
flussiges Kuhimedium gekuhlt ist.

9. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ge-
h&auseinnenraum (26) ein von der UV-Lampe (12)
zumindest im Standby-Betrieb mit Strahlung beauf-
schlagter Absorber (18) angeordnetist, und dass der
Absorber (18) durch die Kiihlgasstromung (24) kihl-
bar ist.

10. Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Absorber (18) einen Be-
reich des Kanalsystems (20) vorzugsweise in Form
eines die Kihlgasstromung (24) umlenkenden La-
byrinths (50) begrenzt.

11. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
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bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflek-
tor (14) zwei zwischen einer auf das Substrat aus-
gerichteten Betriebsstellung und einer auf einen Ab-
sorber (18) im Geh&auseinnenraum (26) gerichteten
Standby-Stellung gegeneinander schwenkbare Re-
flektorhalften (42) aufweist, wobei die Reflektorhalf-
ten (42) in der Standby-Stellung mit dem Absorber
(18) unter Freihaltung des Lampenraums (22) von
der Kuhlgasstromung (24) in Eingriff stehen.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
haltnis von Dauerbetriebsleistung zu Lénge der UV-
Lampe (12) gréRRer als 20W/cm, vorzugsweise gro-
Rer als 100W/cm ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Kiihl-
gasstromung (24) unabhangig von der Lampenlei-
stung im Bestrahlungsbetrieb vorgegeben ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Lam-
penraum (22) gegen Ozonausleitung abgeschirmt
ist, wobei der Lampenraum (22) im Bestrahlungsbe-
trieb unter Ozonséttigung steht.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Lam-
penraum (22) durch eine strahlungsdurchléssige
Trennscheibe, insbesondere eine Quarzscheibe
von dem Substrat getrennt ist.

Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trennscheibe im Be-
strahlungsbetrieb durch die UV-Lampe (12) auf eine
Temperatur von mehr als 300°C aufgeheizt wird.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflek-
tor (14) iber langsseitige Offnungen an einerin Lam-
penlangsrichtung verlaufenden Langsseite mit Kiihl-
gas beaufschlagbar ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflek-
tor (14) zur Kihlgasdurchleitung an einer in Lam-
penlangsrichtung verlaufenden Léngsseite mit Ge-
hausedichtungen (52) in Eingriff bringbar ist.

Claims

Irradiation unit for UV irradiation of substrates, par-
ticularly those in web form, having a housing (10), a
rod-shaped UV lamp (12) disposed therein, a reflec-
tor (14) that extends along the UV lamp (12), which
delimits a lamp chamber (22) surrounding the UV
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10.

lamp (12) with regard to a housing interior (26), and
a channel system (20) for passing through a coolant
that cools the reflector (14), whereby the reflector
(14) forms part of the channel system (20) disposed
outside of the lamp chamber (22), characterized in
that the reflector (14) is formed by hollow profiles
(42) to which cooling gas can be applied on the in-
side, to allow flow through crosswise to the longitu-
dinal direction of the UV lamp(12), and that the lamp
chamber (22) remains free of the cooling gas flow
(24).

Irradiation unit according to claim 1, characterized
in that the reflector (14) allows flow over its entire
length, crosswise to the longitudinal direction of the
UV lamp (12).

Irradiation unit according to claim 1 or 2, character-
ized in that the reflector (14) is formed by extruded
hollow profiles (42) that run in the longitudinal direc-
tion of the UV lamp (12).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 3,
characterized in that the channel system (20) has
an inflow chamber (30) delimited by a double-walled
housing mantle.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 4,
characterized in that the channel system (20) has
an exhaust air chamber (36) that extends parallel to
the UV lamp (12), preferably disposed after an ab-
sorber (18).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 5,
characterized in that the flow cross-section of the
exhaust air chamber (36) is greater, preferably by a
multiple, than the greatest flow cross-section of the
channel system (30, 32, 34) on the inflow side.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 6,
characterized in that a housing insert (38) is dis-
posed in the housing (10) as part of the channel sys-
tem (20).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 7,
characterized in that the reflector (14) is cooled
exclusively by means of cooling gas and not by
means of liquid cooling medium.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 8,
characterized in that an absorber (18) to which ra-
diation is applied by the UV lamp (12), at least in
standby operation, is disposed in the housing interior
(26), and that the absorber (18) can be cooled by
means of the cooling gas flow (24).

Irradiation unit according to claim 9, characterized
in that the absorber (18) delimits a region of the
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channel system (20), preferably in the form of a lab-
yrinth (50) that deflects the cooling gas flow (24).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 10,
characterized in that the reflector (14) possesses
two reflector halves (42) that can be pivoted, relative
to one another, between an operating position di-
rected at the substrate, and a standby position di-
rected atan absorber (18) in the housinginterior (26),
whereby the reflector halves (42) stand in engage-
ment with the absorber (18) in the standby position,
leaving the lamp chamber (22) free of the cooling
gas flow (24).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 11,
characterized in that the ratio of ongoing operation
power to the length of the UV lamp (12) is greater
than 20 W/cm, preferably greater than 100 W/cm.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 12,
characterized in that the cooling gas flow (24) is
predetermined independent of the lamp power in ir-
radiation operation.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 13,
characterized in that the lamp chamber (22) is
shielded with regard to passing ozone out, whereby
the lamp chamber (22) stands under ozone satura-
tion during irradiation operation.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 14,
characterized in that the lamp chamber (22) is sep-
arated from the substrate by means of a separating
disk that is permeable for radiation, particularly a
quartz disk.

Irradiation unitaccording to claim 15, characterized
in that the separating disk is heated to atemperature
of more than 300 °C during irradiation operation, by
means of the UV lamp (12).

Irradiation unit according to one of claims 1 to 16,
characterized in that the reflector (14) can have
cooling gas applied to it by way of longitudinal-side
openings, on a longitudinal side that runs in the lon-
gitudinal lamp direction.

Irradiation unit according to one of claims 1 to 17,
characterized in that the reflector (14) can be
brought into engagement with housing seals (52) on
a longitudinal side that runs in the longitudinal lamp
direction, in order to pass cooling gas through.

Revendications

1.

Unité d’irradiation pour lirradiation UV de substrats
en particulier en forme de bande, avec un boitier
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(10), une lampe UV (12) de forme allongée disposée
dedans, un réflecteur (14) s'étendant le long de la
lampe UV (12), lequel délimite un compartiment de
lampe (22) entourant la lampe UV (12) par rapport
a un intérieur de boitier (26), et un systéme de ca-
naux (20) pour faire passer un gaz de refroidisse-
ment refroidissant le réflecteur (14), le réflecteur (14)
formant une partie du systéme de canaux (20) dis-
posé en dehors du compartiment de lampe (22), ca-
ractérisée en ce que le réflecteur (14) formé par
des profilés creux (42) pouvant étre soumis intérieu-
rement au gaz de refroidissement peut étre traversé
par un flux transversal a la direction longitudinale de
la lampe UV (12) et que le compartiment de lampe
(22) n'est pas exposé au courant de gaz de refroi-
dissement (24).

Unité d'irradiation selon la revendication 1, caracté-
risée ence que leréflecteur (14) peutde préférence
étre traversé sur toute sa longueur par un flux trans-
versal a la direction longitudinale de la lampe UV
(12).

Unité d’irradiation selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que le réflecteur (14) est formé
par des profilés creux (42) extrudés s’étendant en
direction longitudinale de la lampe UV (12).

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 3, caractérisée en ce que le systéeme de canaux
(20) présente une chambre d’entrée (30) limitée par
une enveloppe de boitier a double paroi.

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 4, caractérisée en ce que le systéme de canaux
(20) présente une chambre de sortie d'air (36)
s'étendant parallelement a lalampe UV (12), de pré-
férence disposée apres un absorbeur (18).

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
ab, caractérisée ence que lasectiond'écoulement
de la chambre de sortie d’'air (36) est de préférence
plusieurs fois plus grande que la plus grande section
d’écoulement du systeme de canaux coté entrée (30,
32, 34).

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 6, caractérisée en ce qu’ un insert de boitier (38)
est disposé dans le boitier (10) en tant que partie du
systeme de canaux (20).

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 7, caractérisée en ce que le réflecteur (14) est
exclusivement refroidi par un gaz de refroidissement
et non par un agent de refroidissement liquide.

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 8, caractérisée en ce qu’ un absorbeur (18) sou-
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mis au rayonnement de la lampe UV (12) au moins
dans I'état d’attente est disposé dans l'intérieur de
boitier (26), et que I'absorbeur (18) peut étre refroidi
par le courant de gaz de refroidissement (24).

Unité d'irradiation selon la revendication 9, caracté-
risée en ce que I'absorbeur (18) délimite une région
du systéme de canaux (20) de préférence sous la
forme d'un labyrinthe (50) déviant le courant de gaz
de refroidissement (24).

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 10, caractérisée en ce que le réflecteur (14) pré-
sente deux moitiés de réflecteur (42) pouvant pivoter
I'une vers l'autre entre une position de fonctionne-
ment dirigée vers le substrat et une position d’attente
dirigée vers un absorbeur (18) dansI'intérieur de boi-
tier (26), les moitiés de réflecteur (42) étant, dans la
position d’attente, en prise avec I'absorbeur (18) en
n’exposant pas le compartiment de lampe (22) au
courant de gaz de refroidissement (24).

Unité d'irradiation selon 'une des revendications 1
a 11, caractérisée en ce que le rapport entre la
puissance en fonctionnement continu et la longueur
de la lampe UV (12) est supérieur a 20 W/cm, de
préférence supérieur a 100 W/cm.

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 12, caractérisée en ce que le courant de gaz de
refroidissement (24) est prédéfini indépendamment
de la puissance de la lampe en mode irradiation.

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 13, caractérisée en ce que le compartiment de
lampe (22) estblindé contre la sortie d’ozone, le com-
partiment de lampe (22) étant sous saturation d'ozo-
ne en mode irradiation.

Unité d'irradiation selon I'une des revendications 1
a 14, caractérisée en ce que le compartiment de
lampe (22) est séparé du substrat par une vitre de
séparation perméable au rayonnement, en particu-
lier une vitre en quartz.

Unité d’irradiation selon la revendication 15, carac-
térisée en ce que lavitre de séparation est chauffée
a une température supérieure a 300 °C par la lampe
UV (12) en mode irradiation.

Unité d’irradiation selon I'une des revendications 1
a 16, caractérisée en ce que le réflecteur (14) peut
étre soumis au gaz de refroidissement via des ouver-
tures longitudinales sur un grand c6té s’étendant en
direction longitudinale de la lampe.

Unité d’irradiation selon I'une des revendications 1
a 17, caractérisée en ce que le réflecteur (14) peut
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étre mis en prise, pour le passage de gaz de refroi-
dissement, avec des joints de boitier (52) sur un
grand cété s'étendant en direction longitudinale de
la lampe.
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